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Brevet N° _ ... f} - £ ’}

£ 7 A& GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

e

5 mars 1981 Monsieur le Ministre

Titre détivee : &0 JUHH 1981

de I'Economie et des Classes Moyennes
Service de la Propriété Intellectuelle

a..ot.

LUXEMBOURG

Demande de Brevet d’lnvgntion

I. Requéte
BFG GLASSGROUP, rue de Téhéran 7, 75008 Parig, France o)

représenté par E.Meyers & E.Freylinger, Ing.conseils en propr.ind., 46 rue (2
du Cimetiére, Luxembourg, agissant en qualité de mandataires

oo dépose(nt) ce eing mars mil neuf cent quatire vingt un 3)
a 15 ..................... heures, au Ministére de ’Economie et des Classes Moyennes, & Luxembourg :
1 1la gl;ésente_ requéte pour I'obtention d'un breyet d’invention concernant :
"Procédé et tsposztzqf de formation d'un revétement sur un substrat de ver-s)

re chaud par mise en contact du gubstrat avec un courant de réactif incliné,
en présence d'un contre-courant gazeux et extraction de gaz résiduels”

2. la délégation de pouvoir, datée de Paris le 4 mars 1981
3. la description en langue frangaise de 'invention en deux exemplaires;
4, Une.... planches de dessin, en deux exemplaires;

5. la quittance des taxes versées au Bureau de 'Enregistrement & Luxembourg,
le _eing mars mil neuf cent quatre vingt un

déclare(nt) en assumant la responsabilité de cette déclaration, que ¥’(es) inventeur(s) est (sont) :
1, Robert VAN LAETHEM, Leg Morlénes, 6270 Loverval, Belagique.......... . 6)]

2. Albert VAN CAUTER, Boulevard Paul Janson 48B.16, 6000 Charleroi, Belgique
3. Robert TERNEU, rue des Manants 6, 6218 Thiméon,. Belgique

revendique(nt) pour la susdite demande de brevet la priorité d'une (des) demande(s) de

(6) e déposée(s) en (7) ...

le _— : (8)

au nom de - 9)
élit(élisent) pour lui (elle) ef, si désigné, pour son mandataire, & Luxembourg ...

46 rue du Cimetiére, Luxembourg (10)

sollicite(nt) 1a délivrance d’un brevet d’invention pour I'objet décrit et représenté dans les

annexes susmentionnées, — avec ajournement de cette délivrance a f— mois. (11)

1L un _des mandataires

1.a susdite demande de brevet d’invention a été déposée au Ministére de Economie et des
Classes Moyennes, Service de la Propriété Intellectuelle & Luxembourg, en date du :

0
1 50 heures

A 68007

(1) Nom, prénom, firme, adresse — (2) s'il a lieu «représenté par .:.» agissant en qualité de mandatgire — (3) date du dépot
en toutes leitres — (4) titre de I'invention — (5) noms et adresses — (6) brevet, certificat d’addition, modéle d'utilité — (7)
pays — (8) date — (9) déposant originaire — (10) adresse — (11) 6, 12 on 18 mois,
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MEMOIRE DESCRIPTIF
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déposéé par la Société dite :

BFG GLASSGROUP
rue de Téhéran 7
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pour :

Procédé et dispositif de formation d'un revétement sur un substrat
de verre chaud par mise en contact du substrat avec un courant de

réactif incliné, en présence d'un contre-courant gazeux et extraction
de gaz résiduels.
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La présente invention concerne un procédé de formation
d'un revétement de métal ou de composé métallique sur une face d'un
substrat de verre chaud pendant son déplacement dans une direction
donnée (ci-aprés et dans les revendications suivantes dénommée

5 "aval') A travers un poste de revétement dans lequel la dite face est
mise en contact avec au moins un courant de gouttelettes comprenant
une ou des substance(s) 3 partir de laquelle ou desquelles le revéte-
ment de métal ou de composé métallique est formé sur cette face,
ce(s) courant(s) &étant dirigé(s) selon une inclinaison vers le bas.

10 Un tel procédé peut &tre utilisé pour revétir des feuilles
de verre ou pour revétir un ruban continu de verre plat fraichement
formé. Le procédé peut étre utilisé pour former des revétements, par
exemple des revétements d'oxydes métalliques, qui modifient la cou-
leur apparente du verre et/ou qui présentent d' autres propriétés re-

15 quises vis-a-vis du rayonnement incident, par exemple la propriété
de réfléchir l'infra-rouge.

Un probléme qui appé.raﬁ: dans le mise en oeuvre de pro-
cédés du type décrit est celui de l'obtention de revétements de structure’
homogéne et du recouvrement uniforme du substrat, Le brevet britan-

20  nique 1.516. 032 décrit un procédé de ce type dans lequel la formation
d'un revétement homogéne est obtenue en déchargeant la matiére de
revétement sur le substrat sous forme d'un courant incliné vers le
bas vers le substrat, dans la direction de son déplacement de sorte
que l'angle d'incidence aigu ou l'angle moyen d'incidence aigu du cou-

25  rant sur le substrat, mesuré dans un plan normal au substrat et paral-
lsle a la direction de son déplacement, n'est pas supérieur a60°C.

Le brevet britannique 1,523,991 décrit un procédé de re-
v&tement du verre de méme type, dans lequel, dans le méme but de
favoriser l'homogénéité et l'uniformité du revétement, des forces

30 d'aspiration sont exercées dans un conduit d'évacuation disposé de fa-
con 3 extraire des gaz environnant le courant de gouttelettes d 1'écart
dudit courant, dans le conduit, substantiellement sans affecter les
trajectoires des gouttelettes vers le substrat.

Méme en respectant les conditions proposées dans ces

35\ brevets antérieurs, des défauts apparaissent quelquefois sous et & la

surface du revétement; ces défauts, quoique souvent pas trés marques,
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disqualifient néanmoins le produit des niveaux de qualité élevés actuel-
lement demandés. Si les défauts sont 4 la surface du revétement, la
qualité du produit peut dans certains cas, mais pas dans tous, &tre
améliorée par un traitement de surface ultérieur, mais évidemment

5 de tels traitements supplémentaires augmentent le codt du produit.

Il apparafit que des défauts résiduels subsistant, malgré les
remédes antérieurement proposés, sont au moins en partie imputables
au dépdt de substances se formant dans 1'ambiance surmontant le
substrat ou & 1'altération du revétement pendant sa formation par con-

10  tact avec un composé précurseur du revétement qui n'a pas ou n'a pas
complétement réagi 3 l'endroit ol le courant de gouttelettes entre en
contact avec le substrat chaud, Pour cette raison,des tentatives ont
été faites pour réduire l'apparition de tels défauts par contrdle précis
des forces d'aspiration responsables de l'extraction de gaz du poste

15 de revétement. Des améliorations ont également été recherchées en
modifiant le nombre et la disposition des conduits d'évacuation. De
telles mesures sont utiles, mais ne permettent pas toujours l'obtention
des résultats requis.

La présente invention fournit un procédé dans lequel on

20  agit sur l'ambiance surmontant le substrat de maniére différente des
procédés antérieurs. En tenant compte des différents facteurs qui
peuvent influencer la qualité d'un rev@tement et qui peuvent &tre diffé-
rents d'un procédé i l'autre, selon les circonstances, on ne doit pas
s'attendre 4 ce que le niveau de qualité obtenu soit entiérement satis-

25  faisant dans tous les cas. Mais l'invention fournit un procédé qui peut
dans certaines ci;constances étre plus facile et plus commode 3 met-
tre en oeuvre que ceux proposés antérieurement, et/ou qui permet

. d'obtenir plus facilement et plus sirement des normes de qualité de
revétement données.

30 L'invention implique une orientation toute nouvelle par
rapport aux procédés antérieurs parce que, en termes généraux, un
courant de gaz est établi en direction du courant de gouttelettes et en
direction opposée des composantes horizontales principales de mouve-
ment des gouttelettes. Cet &coulement contraire de gaz est adjacent

3 1a face du substrat et des gaz sont extraits du courant de gouttelettes,

3 un niveau plus élevé. .
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De ce fait, la prés;ente invent:on concerne un procédé de
formation d'un revétement de métal ou de composé métallique sur une
face d'un substrat de verre chaud pendant son déplacement dans une
direction donnée (ci-aprés dénommeée aval’) 4 travers un poste

5 de revétement dans lequel 1z dite face est
mise en contact avec au moins un courant de gouttelettes compre-
pnant une ou des substance(s) & partir de laquelle ou desquelles le reve-
tement de métal ou de composé métallique est formé sur cette face,
ce(s) courant(s) étant dirigé(s) selon une jinclinaison vers le bas, carac-

10  térisé en ce que le ou chague courant est incliné vers le bas vers la
dite face en direction amont ou aval, en ce que 1'on fait s'écouler un
ou plusieurs courant(s) de gaz adjacent(s) au parcours du
substrat vers le front du/des courant(s) de
gouttelettes (le front étant l'endroit ou la ‘tra-

15 jectoire des gouttelettes estla plus longue), et une force d'aspi-
ration est exercée dans un conduit d'évacuation dont l'entrée est pla-
cée de facon 4 extraire des gaz du front du ou des courant(s) & un ni-
veau plus élevé.

Le(s) courant(s) de gaz, qui s'écoule(nt) vers le front

20  du/des courant(s) de gouttelettes, s'écoulent horizontalement ou avec
une composante horizontale de mouvement dans une diréction opposée
3 la composante horizontale ou la composante horizontale principale
du mouvement des gouttelettes; pour cette raison, et pour la commo-
dité de la description qui suit, le(s) dit(s) courant(s) de gaz est/sont
25 ci-aprés dénommé(s) "contre-courant(s)". ’

Dans un procédé selon l'invention, 1'écoulement de gaz a
l'intérieur de et l'évacuation de gaz de l'ambiance face au(x) courant(s)
de gouttelettes sont mieux contrdlés. Le(s) contre-courant(s) peut/
peuvent éviter ou réduire l'exposition du substrat de verre ou du revé-

30 tement 3 des substances potentiellement préjudiciables a la qualité du
revétement et qui peuvent &tre présentes dans l'ambiance faisant face
au(x) courant(s) de gouttelettes. Des courants de vapeur introduits

ou produits dans l'ambiance par le(s) courant(s) de gouttelettes et qui
s'écoulent ou tendent & s'écouler contre le substrat de verre ou le
revétement formé sur lui peuvent &tre guidés par le(s) contre-courant(s)

vers la sPhi-.re d'influence des forces d'aspiration, induisant un écou~-
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lement de gaz dans le conduit d'évacuation. Le(s) contre-courant(s),
s'il(s) est(sont) distribué(s) suffisamment prés du courant de goutte-
lettes et s'il(s) est(sont) de force appropriée, peut (peuvent) de plus,
servir i réduire le risque de dépdt non souhaité de substances qui peu-
vent précipiter devant le courant de gouttelettes ou &tre emprisonnées
A l'intérieur de celui-ci. Le(s) contre-courant(s), en combinaison avec
la force d'aspiration, peut(peuvent) également limiter de fagon plus
nette la zone dans laquelle le verre ou le revétement est exposé au flux
de gaz environnant écarté du courant de gouttelettes. Un ou plusieurs
des effets cités ci-avant peuvent se produire de fagon plus ou moins
marquée dans un procédé donné, en fonction des conditions de travail,
et il est avantageux de contrdler le(s) contre-courant(s), afin de favori-
ser ces effets autant que possible, La théorie de 1'effet du (des)
contre-courant(s) indiquée ci-dessus ne se propose cependant pas d'ex-
pliquer de fagon définitive les avantages de l'invention. L'emploi de
contre-courant(s) en conjugaison avec les forces d'aspiration, selon
l'invention, que ce soit pour les raisons ci-dessus ou pour d'autres,
favorise la formation de revétements de bonne qualité au point de vue
de 1'homogénéité de leur structure et de 1'uniformité de l'épaisseur,

Il est connu dans la technique de revétement de substrats

de verre par pulvérisation que le(s) courant(s) de gouttelettes' doit

(doivent) 8tre maintenu(s) aussi stable(s) ou régulier(s) que possible.
1l est dés lors nécessaire de contrdler la force du(des) contre-courant(s)
de gaz de fagon que le(s) courant(s) de gouttelettes ne soi(ent) pas
interrompu(s) ou rendu(s) instable(s). - .

De préférence, on fait s'écouler le(s) contre-courant(s)
de gaz substantiellement horizontalement vers le(s) courant(s) de
gouttelettes , Cette condition est recommandée comme donnant les meil-
leurs résultats.

De préférence, le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsé(s)
3 partir d'un ou de plusieurs orifice(s) de distribution espacé(s) du
front du/des courant(s) de gouttelettes de fagon que ce(s) contre-cou-
rant(s) s'écoule(nt) le long de la surface du verre ou du revétement
au devant du (des) courant(s) de gouttelettes. Une telle localisation
du(des) orifice(s) de distribution convient au plus haut point et le(s)

contre-courant(s) peut (peuvent) exercer un effet nettoyant au-dessus

R
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de la face du substrat ou le cas échéant du revétement, selon la direc-
tion de déplacement du substrat par rapport i la direction du (des)
contre-courant(s).

De préférence, le ou les orifice(s) de distribution est(sont)
situé(s) 3 une hauteur de 0,5 3 5 cm au-dessus du parcours du substrat,

Dans certaines formes de réalisation de l'invention, un
seul conduit d'évacuation constitue un étage d'extraction unique face &
la trajectoire du(des) courant(s) de gouttelettes. Ceci constitue une
disposition trés simple et efficace.

L'invention camprend un procédé dans lequel il n'existe
qu'un seul conduit d'évacuation qui constitue un étage d'extraction uni-
que, ainsi qu'on 1'a décrit ci-dessus et la(les) ouverture(s) d'entrée
de gaz du conduit d'évacuation s'étend(ent) substantiellement sur toute
la distance verticale située entre une voilte du poste de revetement et
le(s) orifice(s) de distribution 4 partir duquel ou desquels le(s)
contre-courant(s) est(sont) propulsé(s). Dans un tel procédé, ila'y a
pas ou trés peu de possibilité(s) que des gaz de l'environnement dépas-
sent ce conduit. Le conduit d'évacuation constitue un écran contre un
tel écoulement de gaz, et dans ces circonstances, le procédé inclut
l'invention qui fait 1'objet de la demande de brevet déposée le m&me
jour par la Demanderesse intitulée "procédé et dispositif de forma-
tion d'un revétement sur un substrat de verre chaud 3 un poste de revé-
tement situé dans un tunnel et comprenant un conduit d'évacuation de
gaz qui forme ou est associé & un écran.”

En méme temps, un débit d'évacuation trés régulier peut
&tre obtenu. \Avan_t:a.geusément, la(les) ouverture(s) d'entrée du conduit
d'évacuation et le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant sont
disposés substantiellement & la m&me distance horizontale de la limite
frontale de la ou des zone(s) de rencontre du(des) courant(s) de goutte-
lettes avec le substrat. Cependant, en variante, le(s) orifice(s) de
distribution peuvenf étre piacés plus prés de la dite limite, (par exem-
ple & une distance inférieure ou égale 4 20 cm) que la(les) ouverture (s)
d'entrée du conduit d'évacuation.

Dans certains procédés trés satisfaisants dans lesquels il
existe un étage d'extraction unique ainsi qu'on l'a décrit plus haut, le(s)

orifice(s) de distribution de contre-courant est(sont) situé(s) & une dis-
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tance horizontale de 10 cm & 1,5 métre (de préférence de 20 4 150 cm)
de 1a limite frontale de la ou des zone(s) de rencontre du(des) courant(s)
de gouttelettes avec le substrat.

. L'invention comprend également des procédés dans lesquels
plusieurs conduits d'évacuation constituent plusieurs étages d'extrac-
tion situés a des p'ositions successives le long de la trajectoire d'ex-
traction des gaz du front du(des) courant(s) de gouttelettes. L'emploi
d'une pluralité d'étages d'évacuation s'est avéré bénéfique dans cer-
taines installations de revétement. La capacité d'évacuation des étages
pris individuellement peut &étre moindre que lorsqu'on utilise un étage
d'evacua.tmn unique. De préférence, les hauteurs auxquelles sont si-
tuées les ouvertures d'entrée de gaz des conduits d'évacuation au-dessus
du parcours du substrat en verre décroissent d'un étage au suivant, en
comptant & partir du front du(des) courant(s) de gouttelettes.

Dans certaines formes de réalisation trés avantageuses
de l'invention dans lesquelles existe un systéme 3 plusieurs étages
d'extraction, le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant est(sont)
adjacent(s) 3 1' (aux) entrée(s) du conduit d'évacuation du dernier éta-

" ge d'extraction, 3 un niveau compris entre cette (les) entrée(s) et le
parcours du substrat en verre. Il est avantageux que le conduit d'éva-
cuation du dernier étage d'extraction forme ou soit associé 3aun
écran qui empé&che que des gaz d'évacuation dépassent ce conduit, en
faisant également par ce fait usage de l'invention qui fait 1'objet de
la demande de brevet déposée le m@me jour par la Demanderesse,
intitulée "Procédé et dispositif de formation d'un rev@tement sur un
substrat de verre chaud i un poste de revétement situé dans un tunnel
et comprenant un conduit d'évacuation de gaz qui forme ou est associé
4 un écran."

D'une maniére générale, il est avantageux que la(les)
entrée(s) du conduit d'évacuation du premier étage d'extraction soi(en)t
située(s) & une distance horizontale de 10 3 30 cm de la limite frontale
de la (des) zone(s) de rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec
le substrat. Le dernier étage d'extraction peut par exemple €tre
jusqu'a 3 métres ou davantage de la dite limite,

Le gaz constituant le(s) contre-courant(s) devrai(en)t &tre

3 une température suffisante pour éviter un choc thermique néfaste



10

15

20

25

30

35

7

sur le verre et pour éviter la création de conditions thermiques inadé-
quates i la formation d'un revétement de qualité voulue,

Avantageusement, le(s) contre-courant(s) est(sont) consti-
tué(s) de gaz qui a été éxtrait d'une source extérieure a l'environne-
ment normal surmontant le substrat et qui 2 été préchauffé au moins
3 une température substantiellement égale i la température du verre
dans la région o le(s) contre-courant(s) est(sont) distribué(s). Ceci
se distingue d'un procédé (également compris dans la portée de l'in-
vention) dans lequel le(s) contre-courant(s) est(sont) constitué(s) de
gaz qui est propulsé vers le(s).courant(s) de gouttelettes 3 partir d'en-
droits situés en amont ou en aval du poste de revétement, par un ou
plusieurs ventilateurs.

De préférence, le ou chaque courant de gouttelettes est
incliné de maniére que l'angle compris entre 1'axe du courant de goutte-
lettes et la face du substrat devant &tre revétue, soit compris entre
20 et 60° et de préférence entre 25 et 35°. Ceci favorise la forma-
tion de revétements de bonne qualitér'optique. Pour obtenir les meilleurs
résultats, toutes les portions du ou de chaque courant de gouttelettes
doivent &tre incidentes au substrat sous une inclinaison substantielle
par rapport a la verticale. Dés lors, dans les formes préférées de
réalisation de l'invention, le ou chaque courant de gouttelettes est un
courant paralléle ou est un courant dont l'angle de divergence n'est
pas supérieur 4 30°, par exemple un angle de 1'ordre de 20°.

Des expériences montrent que des revétements uniformes
peuvent étre réalisés plus facilement si certaines conditions- sont ob-
servées en ce qui concerne la distance perpendiculaire entre la face
du substrat & revétir et la(les) source(s} du(des) courant(s) de goutte-
lettes, De préférence, cette distance, mesurée perpendiculairement
3 la face du substrat, est comprise entre 15 et 35 cm. On a trouvé que
ceci constituait la gamme de distance la plus appropriée particuliére-
ment lorsqu'on observe les gammes d'izclinaison . et de divergence
préférées du (des) courant(s) de gouttelettes, citées plus haut.

La matiére de revétement est pulvérisée de préférence
sous forme d'un ou d'une pluralité de cozrant(s) de gouttelettes qui
est(sont) déplacé(s) de facon répétée, cait unidirectionnellement, soit

en va-et-vient, transversalement au paTcours du substrat. En variante,
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la matiére peut &tre pulvérisée sous forme d'un ou de plusieurs cou-
rant(s) de gouttelettes dont la zone ou les zones combinée(s) de ren-
contre avec le substrat s'étend(ent) sur la totalité de la largeur du
substrat & revétir; dans ce cas la(les) source(s) de courant(s) de gout-
telettes peut(peuvent) &tre stationnaire(s).

Que la(les) source(s) de matiére pulvérisée soi(en)t sta-
tionnaire(s) ou qu'elles soi(en)t déplacée(s) transversalement au subs-
trat ainsi qu'on 1'a décrit plus haut, le(s) contre-courant(s) est(sont)
propulsé(s) de préférence i partir d'un ou de plusieurs orifice(s)
stationnaire(s) s'étendant ou répartis transversalement au parcours
du substrat. Cependant, il entre dans le cadre de l'invention d'utiliser
un ou plusieurs dispositif(s) de pulvérisation qui est(sont) déplacé(s)
de facon répétée (par exemple en va-et- vient) transversalement au
substrat et de propulser un contre-courant de gaz vers le front du ou
de chaque courant de gouttelettes a partir d'un orifice qui est égale-
ment déplacé transversalement au substrat et en synchronisation
avec le(s) courant(s). Mais ceci nécessite toutefois un dispositif plus
compliqué.

Dans certaines formes de réalisation avantageuses de
l'invention, le(s) courant(s) de gouttelettes est(sont) déchargé(s) par
un ou plusieurs dispositifs de pulvérisation appartenant & une série
de dispositifs de pulvérisation disposés en relation espacée sur un
circuit fermé qui comporte deux branches paralléles s'étendant trans-
versalement au parcours du substrat et la série de disposi-
tifs de pulvérisation est mise en rotation unidirectionnellement le long
de ce circuit de fagon que chaque dispositif de pulvérisation traverse
le substrat d'abord dans une direction au poste de revétement, et en-
suite dans la direction inverses a un autre poste de revétement. Dans
certains p'rocédés, la matidre de revétement est pulvérisée simulta-
nément a partir des dispositifs de pulvérisation dans les deux postes
de revétements, En se déplacant d'une branche & l'autre du circuit,
l'inclinaison vers le bas vers le substrat de chaque dispositif de pulvé-
risation change d'une inchna.lson vers 1' aval et le bas en une inclinai-
son vers l'amont et le bas, ou vice-versa. De préférence un ou plu-
sieurs contre-courant(s) de gaz est(sont) créé(s) de chague c6té amont

et aval du systéme de pulvérisation (de préférence, & partir d'un ou



plusieurs orifice(s) stationnaire(s)), le(s) contre-courant(s) de chaque
coté étant dirigé(s) vers le front du(des) courant(s) de gouttelettes opé-
rant au poste de pulvérisation adjacent. En effet, dans ces circons tan-
ces, deux procédés de revétement selon l'invention sont exécutés si-

5 multanément par le méme appareillage pour former des rev&tements
superposés sur le substrat. Avantageusement, des moyens de chauf-
fage, par exemple des dispositifs de chauffage par résistance électrique,
sont prévus pour chauffer le substrat en verre a un endroit situé entre
les deux postes de revétement,

10 Dans certains procédés utilisant un systéme tel qu'on vient
de le décrire, différentes matiéres de revétement alimentent différents
dispositifs de pulvérisation et l'alimentation est contrdlée de fagon
qu' une matiére de revétement est uniquement pulvérisée par les dispo-
sitifs de pulvérisation de cette matiére lorsqu'ils se trouvent d I'un

15 des postes de revétement et une autre matiére de revétement est uni-
quement pulvérisée par les dispositifs de pulvérisation de cette matiére
lorsqu'ils se trouvent i l'autre poste de revétement, Cette facon de
procéder permet de former des revétements de composition différente

. superposés les uns aux autres,
20 Dans certains procédés selon l'invention, au ou & un poste
.de revétement, du gaz est également propulsé dans une direction oppo-
sée & la direction du(des) contre-courant(s), & partir d'un ou de plu-
sieurs endroit(s) situé(s) 3 l'arriére de la zone, s'étendant transver-
salement au parcours du substrat, de rencontre du(des) courant(s) de

25 gouttelettes avec le substrat,

Pour la commodité, l'expression "cour-a.nt arriére de gaz"
sera utilisée ci-aprés pour décrire un courant de gaz qui est propulsé
3 partir de l'arriére de la zone de pulvérisation.

La présence d'un ou de plusieurs courant(s) arriére de

30 gaz offre un ou plusieurs avantage(s) selon l'emplacement et 1'énergie
de ce(s) courant(s). Des courants arriére de gaz peuvent avoir par

- exemple un effet utile de nettoyage provoquant 1'évacuation des produits
de réaction en phase vapeur, de l'ambiance préalablement aux passages
successifs du(des) courant(s) de gouttelettes & travers celle-ci. En

35[| variante ou en complément, ces courants arriére de gaz peuvent éviter

ou réduire l'exposition du substrat en verre ou du revétement qui vient
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d'étre formé sur le substrat & des produits de réaction en plase vapeur,
qui peuvent se former au voisinage du(des) courant(s) de gouttelettes

ou &tre entrainés vers le bas derriére lui(eux). Une autre fonction
encore qui peut &tre remplie par un ou plusieurs courant(s) arriére de
gaz est le contrdle de la température. Par exemple, des courants ar-
riére de gaz a différentes températures peuvent gtre maintenus & dif-
férentes positions au travers du substrat afin de conditionner le profil
de température au travers du substrat préalablement au contact avec
les gouttelettes .de matiére de revétement. Par exemple, il peut y avoir
une rangée de courants arriére de gaz répartis au travers du parcours
du substrat et qui ont été préchauffés 3 différentes températures dans
le but de compenser au moins partiellement les gradients transversaux
de température qui peuvent autrement apparaitre au-travers du substrat
au poste de revétement. De telles méthodes de contrdle de température
entrent dans le cadre de la demande de brevet déposée le mé€me jour
par la Demanderesse intitulée 'Procédé et dispositif de formation d'un
revétement sur un substrat de verre chaud par mise en contact du subs-
trat avec un courant de réactif incliné dont la température est influencée
par un courant de gaz préchauffé,"

Dans certains procédés selon l'invention, le(s) courant(s)
de gouttelettes est(sont) déplacé(s) de fagon répétée le long d'un par-
cours transversal au substrat et u1.1 ou plusieurs courant(s) arriére de
gaz est(sont) propulsé(s) au travers du dit .pa.rcours transversal, hors
d'alignement avec le(s) courant(s) de gouttelettes. De tels procédés

selon 1'invention constituent également une forme de réalisation de

l'objet de la demande de brevet déposée le mé&me jour par la Demande-

resse intitulée '""Procédé et dispositif de formation d'un revétement
sur un substrat de verre chaud par déplacement d'un courant de
réactif transversalement au substrat et propulsion de gaz au
travers du trajet de ce courant.! Dans un tel procédé le(s)
courant(s) arriére de gaz peut(peuvent) provoquer le départ de produits
de réaction sous forme vapeur qui risquent de s'accumuler dans l'en-
vironnement du substrat, 4 partir du parcours transversal du(des)
courant(s) de gouttelettes, de sorte que ces produits ne seront pas
captés et entrafnés par ce(s) courant(s) lors d'un de ses(leur) passage

ultérieur au travers du substrat, mais seront déplacés plus prés
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de 1= sphére d'influence des forces d'aspiration dans le conduit d'é-
vaczation.

Dans un procédé ainsi qu'on vient de le décrire, la(les)
souzce(s) du(des) courant(s) de gouttelettes peut(peuvent) &tre dépla-
cée’s) le long d'un circuit fermé et traverser le substrat de fagon
répétée dans une direction, ou cette (ces) source(s) peut (peuvent)
stre déplacée(s) en va-et-vient au-travers du substrat, dans quel cas
le(s) courant(s) de gouttelettes peut(peuvent) &tre maintenu(s) de fagon
cortinue pendant les mouvements de va-et-vient,

Dans certains procédés selon l'invention et incorporant
l'icwvention qui fait 1'objet de la demande de brevet déposée le méme
jour par la Demanderesse intitulée '"Procédé et dispositif de forma-
tioz d'un revétement sur un substrat de verre chaud par déplacement
d'un courant de réactif transversalement au substrat et propulsion
de gaz au-travers du trajet de ce courant,"  le(s) courant(s)
arriére de gaz est(sont) propulsé(s) & partir d'un ou plusieurs orifice(s)
qu: est(sont) stationnaire(s) et la propulsion est effectuée de facon
intermitterte et en déphasage par rapport aux traversées du substrat
par le(s) courant(s) de gouttelettes de sorte que le(s) courant(s) arriére
de gaz agit(agissent) endehors du(des) courant(s) de gouttelettes (et
airsi ne rencontre(nt) pas directement ce(ces) courant(s) ). Dans
d'zutres procédés incorporant les deux inventions, le(s) courant(s)
arridre de gaz est(sont) propulsé(s) & partir d'un ou de plusieurs ori-
fice(s) qui est(sont) déplacé(s) au travers du parcours du substrat et
er tandem avec la(les) source(s) du(des) courant(s) de gouttelettes.
Dzns un tel procédé, a chaque instant du processus de revétement,
lef{s) courant(s) arriére de gaz peut(peuvent) refouler des produits de
réaction de 'ambiance au voisinage immédiat du(des) courant(s) de
goﬁttelettes. De préférence, pendant chaque déplacement du ou d'un
courant de gouttelettes au-travers du substrat, un tel courant arriére
de gaz est propulsé 2 partir d'un orifice de distribution qui suit la
source du courant de gouttelettes dans un déplacement tel que le pas-
szge d'un courant de gouttelettes 3 travers toute région donnée le
long du parcours transversal est suivi par l'action du courant arriére
de gaz sur cette région.

L'invention comporte des procédés dans lesquels on fait
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s'écouler un ou plusieurs courant(s) arriére de gaz contre le(s)
courant(s) de gouttelettes. Un tel procédé incorpore l'invention qui

fait 1'objet de la demande de brevet déposée le m&me jour par la
Demanderesse intitulée '"Procédé et dispositif de formation d'un
revétement sur un substrat de verre chaud par mise en
contact du substrat avec un courant de réactif incliné vers
lequel est dirigé un jet de gaz. " Un ou plusieurs courant(s)
arridre de gaz agissant de cette facon peut (peuvent) favoriser la forma-
tion de revétements de bonne qualité en évitant ou en réduisant toute
tendance i l'apparition de défauts & l'interface substrat-revétement

ou & la surface du revétement. Ainsi que l'explique la dite demande

de brevet, on pense que ceci est dd a 1'action interceptrice de(s) cou-
rant(s) arriére de gaz vis-a-vis de produits de réaction qui peuvent

se former derridre le(s) courant(s) de gouttelettes par réaction entre
les gouttelettes de matiére pulvérisée et l'environnement du courant,

et qui peuvent autrement &tre entrainés vers le bas par le(s) courant(s)
de gouttelettes et entrer en contact avec le verre ou avec le revétement
qui vient d'étre formé,.

Dans le cas ol un(des) courant(s) arriére de gaz sont créés
pour le(s) faire s'écouler vers l'arriére du(des) courant(s) de goutte-
lettes, comme indiqué ci-dessus, la(les) source(s) de courant(s) de
gouttelettes peut(peuvent) &tre stationnaire(s). Par exemple, une plu-
ralité de tels courants peut &tre répartie transversalement au parcours
du substrat et le(s) courant(s) arriére de gaz peut(peuvent) &tre distri-
bué(s) & partir d'un ou de plusieurs orifice(s) stationnaire(s) s'étendant
ou répartis transversalement au parcours du substrat de sorte que
le(s) courant(s) arriére rencontre(nt) les courants de gouttelettes sur
toute leur largeur. Cependant, dans des formes de réalisation préfé-
rées, la(les) source(s) de courant(s) de gouttelettes est(sont) dépla-
cée(s) de facon répétée transversalement au parcours du substrat,
soit unidirectionnellement soit en mouvement de va-ettvient. Dans un
tel cas, le(s) courant(s) arriére de gaz peut(peuvent) &tre distribué(s)
i partir d'un ou de plusieurs orifice(s) qui est(sont) de l2a m&me ma-
niére déplacé(s) transversalement au parcours du substrat, simulta-
nément au(x) courant(s) de gouttelettes.

Lorsqu'on fait s'écouler un ou des courant(s) arriére de



10

15

20

25

30

35

13

gaz contre la zone arriére du(des) courant(s) de gouttelettes, il est
préférable que le débit du gaz formant ce(s) courant(s) déforme 1égé-
rement la section transversale du(des) courant(s) de gouttelettes. Cette
déformation légére est une indication que la force du(des) courant(s)
est au moins suffisante pour le but 3 atteindre, Cependant, la force
du(des) courant(s) ne doit pas &tre telle qu'elle interrompt le(s) cou-
rant(s) de gouttelettes ou provoque son(leur) instabilité.

Lorsqu'on créeun ou plusieurs courant(s) arriére de gaz
pour le(s) faire s'écouler contre la zone arriére du(des) courant(s) de
gouttelettes, ce(s) courant(s) arriére de gaz est(sont) de préférence
dirigés de fagon 4 agir au bas du(des) courant(s) de gouttelettes, dans
une zone adjacente au substrat en verre. Le(s) courant(s) arridre de
gaz est(sont) dans ces circonstances plus efficaces pour le but 3 attein-
dre. Avantageusement le(s) courant(s) arriére de gaz est(sont) dirigé(s)
selon une inclinaison vers le bas et de fagon que ce(s) courant(s) soi(en)t
défléchi(s) par le substrat en verre vers la partie inférieure du(des)
courant(s) de gouttelettes. Cette déviation favorise la répartition de
gaz sur la largeur du(des) courant(s) de gouttelettes.

L invention comprend des procédés dans lesquels le subs-
trat est un ruban continu de verre plat en mouvement, issu d'une ins-
tallation de formage, par exemple une cuve de flottage ou une machine
d'étirage. Dans certaines de ces applications de l'invention, le(s)
courant(s) de gouttelettes rencontre(ent) la face supérieure d'un ruban
de verre flotté i un endroit ol la température du verre est comprise
entre 650° et 100°C.

Le procédé selon l'invention peut &tre utilisé pour former
différents revétements d'oxydes en employant une composition liquide
contenant un sel métallique, Des procédés trés avantageux selon l'in-
vention comprennént des procédés ol les gouttelettes sont des goutte-
lettes d'une solution de chlorure métallique 3 partir duquel un revéte-
ment d'oxyde métallique est formé sur la face du substrat, Dans cer-
tains de ces procédés, la solution est une solution de chlorure d'étain,
par exemple un milieu aqueux ou non contenant du chlorure stannique
et un agent dopant, par exemple une substance fournissant des ions
d'antimoine, d'arsenic ou de fluor, Le sel métallique peut &tre em-

ployé en conjugaison avec un agent réducteur, par exemple la
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phéﬁylhydrazine, la formaldéhyde, des alcools et des agents réduc-
teurs non-carbonés tels que l'hydroxylamine, et l'hydrogéne. D'autres
sels d'étain peuvent 8tre utilisés i la place de ou en conjugaison avec
le chlorure stannique, par exemple l'oxalate stanneux ou le bromure
stanneux. Des exemples d'autres revétements d'oxyde métallique qui
peuvent &tre formés de maniére similaire comprennent les oxydes de
cadmium, de magnésium et de tungsténe. Pour former de tels revéte-
ments, la composition de revétement peut &tre préparée de la méme
facon en formant une solution aqueuse ou organique d'un composé mé-
tallique et d'un agent réducteur. Des solutions de nitrates peuvent &tre
utilisées, par exemple de nitrates de fer et d'indium, pour former des
revétements d'oxydes métalliques correspondants. A titre d'autres
exemples, l'invention peut &tre utilisée pour former des revétements
par pyrolyse de composés organométalliques, par exemple des carbo-
nyles et des acétylacétonates métalliques fournis sous forme de goutte-
lettes ila face du substrat & revétir. Certains acétates et alcoolates
métalliques peuvent également &tre utilisés, par exemple le dibutyl
diacétate d'étain et 1'isopropylate de titane. Il entre dans le cadre de
l'invention d'appliquer une composition contenant des sels de différents
métaux de facon 3 former un revétement contenant un mélange d'oxydes
de différents métaux.

L'invention comprend un dispositif destiné d former un
revétement de métal ou de composé métallique sur une face d'un subs-
trat de verre chaud, comportant un support de substrat, des moyens
de déplacer un substrat dans une direction donnée (dénommée
"aval") tandis gqu'il est porté par un support,
et des movyens de pulvérisation pour décharger au moins un courant de
gouttelettes vers le bas, sur le substrat, caractérisé en ce que les
movens de pulvérisation sont construits et disposés de maniére a dé-
charger au moins un courant de gouttelettes incliné vers le bas vers le
substrat, en direction amont ou aval, en ce que le dispositif comporte
des moyens de soufflage pour faire s'écouler un ou plusieurs courant(s)
de gaz (dénommé(s) contre-courant(s) adjacent(s)
au parcours du substrat du(des) courants de
goutteletteé (le front é&tantl'endroitod la trajectoire des

gouttelettes est la plus longue) et en ce qu'il comprend des moyens
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d'extraction de gaz comportant au moins un conduit d'évacuation dont
l'entrée est placée de fagon 3 extraire des gaz du front du(des) cou-
rant(s) i un niveau plus é&levé,

Le dispositif selon l'invention peut comporter une ou plu-
sieurs caractéristique(s) complémentaire(s) qui peut(peuvent) &tre
nécessitée(s) par l;emploi d'une ou de plusieurs des différentes carac-
téristiques facultatives de procédé décrites ci-dessous.

De préférence, les moyens de soufflage comportent un ou
plusieurs orifices de distribution de gaz disposé(s) prés du parcours
du substrat et 3 un endroit de ce parcours tel que le(s) contre-courant(s)
issu(s) de cet(ces) orifice(s) s'écoulent le long de la surface du substrat

ou du revétement qu'il porte. Avantageusement, le(s) orifice(s) est(sont)

disposé(s) i une hauteur de 0,5 & 5 cm au-dessus du parcours du subs-

trat.

Dans certains dispositifs selon l'invention, les moyens
d'extraction comportent un seul conduit d'évacuation qui constitue un
étage d'extraction unique face a la(les) trajectoire(s) des gouttelettes
déchargée(s) par les moyens de pulvérisation.' De préférence, les
moyens de pulvérisation et le conduit d'évacuation de gaz sont disposés
dans un tunnel au travers duquel s'étend le parcours du substrat et
la(les) ouverture(s) d'entrée de gaz du conduit d'évacuation s'étend(ent)
substantiellement sur toute la distance verticale située entre la voite
du tunnel et 1'(es) orifice(s) de distribution & partir duquel ou desquels
le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsés. De préférence, la(les)
ouverture(s) d'entrée du conduit d'évacuation et le(s) orificefs) de dis-
tribution de confre-courant sont disposés substantiellement dans un
plan vertical commun,

Dans un dispositif pourvu d'un étage d'extraction unique
ainsi que décrit ci-dessus, le(s) orifice(s) de distribution de contre-
courant est(sont) situé(s) 3 une distance horizontale de 10 cm a 1,5
métre (de préférence 20 & 150 cm) de la limite frontale de la(des)
zone(s) de rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec le substrat.

L'invention comprend également des dispositifs dans
lesquels les moyens d'extraction comportent plusieurs conduits d'éva-
cuation qui constituent plusieurs étages d'extraction situés i des posi-

tions successives le long de la trajectoire d'extraction des gaz du
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front du(des) courant(s) de gouttelettes. De préférence, les hauteurs
auxquelles sont situées les ouvertures d'entrée de gaz des conduits
d'évacuation au-dessus du parcours du substrat décroissent d'un étage
au suivant, en comptant 3 partir du front du(des) courant(s) de goutte-
lettes.

Dans certains dispositifs selon 1'invention, dans lesquels
existe une pluralité d'étages d'extraction, le(s) orifice(s) de distribu-
tion de contre-courant(s) est(sont) adjacent(s) au(x) conduit(s) d'évacua-
tion du dernier étage d'extraction, 4 un niveau compris entre 1' (les)
ouverture(s) d'entrée de gaz de-ce conduit et le parcours du substrat
en verre. De préférence le conduit d'évacuation du dernier étage d'ex-
traction forme ou est associé i un écran qui empéche que des gaz d'é-
vacuation dépassent ce conduit. De préférence, le(s) orifice(s) d'entrée
de gaz du premier étage d'extraction est(sont) & une distance de 10 &
30 cm de la limite frontale de la zone ol le(s) courant(s) de gouttelettes
rencontre(nt) le substrat.

De préférence les moyens de pulvérisation sont disposés
de facon i distribuer le(s) courant(s) de gouttelettes sous un angle tel
que l'angle compris entre 1'(les) axe(s) du(des) courant(s) de gouttelettes
et le plan du support du substrat est compris entre 20° et 60°. Avanta-
geusement, les moyens de pulvérisation sont congus pour décharger au
moins un courant de gouttelettes qui est un courant paralléle ou dont
l'angle de divergence n'est pas supérieur a 30°.

De préférence les moyens de pulvérisation comprennent
des dispositifs de pulvérisation associés & un mécanisme d'entraine-
ment pour le déplacement répété de ces dispositifs transversalement
au parcours du substrat.

De préférence, le(s) orifice(s) de distribution de gaz des
moyens de soufflage est(sont) fixe(s) et s'étend(ent) ou sont répartis
transversalement au parcours du substrat.

Dans certaines formes trés avantageuses de réalisation
de l'invention, les moyens de pulvérisation comportent une série de
dispositifs de pulvérisation disposés en relation espacée sur un circuit
fermé qui comporte deux branches paralléles s'étendant transversale-
ment au parcours du substrat et les moyens d'entrafnement comportent

un dispositif de rotation unidirectionnelle de cette série de dispositifs
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de pulvérisation le long de ce circuit de facon que chaque dispositif de
pulvérisation traverse successivement le substrat d'abord dans une
direction 4 un poste de revétement et ensuite dans la direction inverse
3 un autre poste de revétement, d chaque révolution. De préférence, il
existe des moyens de soufflage pour propulser un(des) contre-courant(s)
de gaz vers le(les) front(s) du(des) courant(s) de gouttelettes opérant

3 chacun des postes de revétement. Le dispositif comprend de préfé-
rence des moyens de chauffage du substrat par exemple des moyens de
chauffage par résistance électrique qui sont disposés a un endroit situé
entre les deux postes de rev&tement.

Dans des formes de réalisation préférées, des dispositifs
selon l'invention sont installés pour revétir un ruban continu de verre
plat se déplacant depuis une installation de formage de verre plat, par
exemple une cuve de flottage.

Différentes formes de réalisation de l'invention, choisies
3 titre d'exemple, seront maintenant décrites en se référant aux dessins
schématiques annexés comportant les figures 1 i 3 qui sont des sections
longitudinales en élévation de trois installations différentes de revéte-
ment de verre.

Les parties correspondantes dans les différentes figures
sont notées par les mémes chiffres de réf érence.

Le dispositif montré a la figure 1 comprend un tunnel 1
au-travers duquel un ruban de verre 3 revétir se déplace de fagon con-
tinue. Le tunnel est limité par une vodite 2 et une sole 3. Le ruban de
verre 4 est transporté le long du tunnel sur un transporteur comportant
des. rouleaux porteurs du ruban 5, dans la direction de la fléche 6.

Le tunnel 1 peut par exemple &tre une galerie de recuisson
associée & une machine d'étirage de verre du type Libbey-Owens ou
associée a une cuve de flottage.

A l'intérieur du tunnel et au-dessus du parcours du ruban
de verre se situe un poste de revétement dont les limites sont constituées
par des écrans fixes 7 et 8. Une série de pulvérisateurs 9 est montée
au-dessus du parcours du ruban de verre. Les pulvérisateurs sont dis~-
posés en relation espacée sur un circuit fermé situé dans un caisson 10.
Le circuit comporte deux branches paralléles 11, 12 s'étendant trans-

versalement au parcours du ruban de verre.
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La distance verticale entre ag pulv'érisateb"rs et le ruban
de verre est comprise entre 15 et 35 ¢r,, Les pulvéris?*teurs sont
orientés de maniére & distribuer des ¢/, ,rants de goutté'lettes ayant
chacun un angle d'inclinaison movyen de 20 3 60° vis-a- sis du verre,
le cdne d'ouverture de chaque courant #1534t de 1'ordre <€ 20°.

Ce dispositif de revétement comporte deux postes de revé-

tement, au sens indiqué dans ce texte, de revétement

A chaque post#
le ruban de verre est revétu par les coyrants de goutt,.lettes issus des
pulvérisateurs qui se trouvent & ce morment sur une br* nche (11 ou 12)
de leur circuit fermé. La direction de 'inclinaison vet# le bas de

" chaque courant de gouttelettes est 1a diprection aval (in,ﬂquée parla
fléche 6) lorsque le pulvérisatuur d'od {] est issu se t*"2Ve 9% la
branche 12 et change en direction amunt lorsque le p“l\rtfn'isa.’ceu:r: se
déplace de cette branche sur la branche ]1 du circuit.

A des endroits en amont et up aval de ces aostes se trou-
vent des conduits d'évacuation resp’ec‘l\“ement 13 et 14 Ces conduits
ont des orifices d'entrée qui s'étendent syur la totalit® *¢ la largeur du
parcours du ruban de verre et qui en Qjrection vertic*® s'étendent

' d'un niveau proche du ruban de verre jusqu'au niveav ou prés du

sommet du poste de revétement.

Des conduits de distributiag de gaz 15, v» 4 partir desquels

sont propulsés des contre-courants ~sés respective-

de gaz sont dis
ment en amont et en aval des postes Ge revétement. ~¥° conduits sont

pourvus d'orifices de distribution de g4y en forme &« ente qui sont

situés en dessous des orifices d'entree des conduit"’éva'cuati"n de

gaz 13 et 14 et qui s'étendent de la méwme facon sur otal ité de la

largeur du parcours du ruban de verye_ Les limites -iérieures de

ces fentes de distribution se trouven: 3 0,53 5 cm ;-Jessus du ruban
3

de verre.

Chacun des conduits de ¢ .« - 2st disposé de

stribution 15.
fagon que son orifice de distributior s ¢ trouve 3 un: ‘S r2PCe horizon-
tale de 20 & 150 cm de la limite la pL_« proche de 1/ .nde transversa-

D <
le du ruban de verre soumise aux co. yant(s) de gov .ettes.

.. . évacuation
saz des condu’

13, 14 sont de préférence situés dazs e méme plar zrtical que les
- FE -

Les orifices d'entrée de

orifices de distribution de gaz des < ~3yits de gige--sion 15 et 16,
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ainsi que le montre le dessin. Cette condition n'est cependant pas
essentielle. Les conduits d'évacuation peuvent par exemple &tre placés
de fagon que leurs orifices d'entrée de gaz soient plus éloigr;és (par
exemple, de l'ordre de 20 cm) des trajectoires des courants de goutte-
lettes que les orifices de distribution de gaz des conduits de distribu-
tion de gaz 15, 16.

Lorsque le dispositif est en fonctionnement, des courants
de gaz chauds sont propulsés 3 partir des conduits de distribution de
gaz 15, 16 de fagon que ces courants s'écoulent substantiellement ho-
rizontalement, et sont adjacents au ruban de verre, en direction des
parcours des courants de gouttelettes transversalement i la chambre
de revétement.

Le volume de gaz chaud débité des conduits 15 et 16 est
réglé de fagon que les contre-courants obligent des courants de vapeur
induits par les courants de gouttelettes dans les postes de revétement
amont et aval 4 se dévier vers oua se maintenir dans une zone ot ils sont
sous l'influence directe des forces d'aspiration induisant un flux de
gaz d'évacuation dans des conduits d'évacuation 13, 14. Ces courants
empéchent 1'écoulement des dites vapeurs le long du ruban de verre.
Le volume de gaz chaud débité des conduits 15 et 16 est contrdlé de
manidre 3 ne pas perturber les courants de gouttelettes. Ceux-ci
doivent rester aussi stables que possible.

Les forces d'aspiration dans les conduits d'évacuation 13,
14 sont maintenues au moyen de ventilateurs (non représentés) et
sont, de la méme fagon, réglés de maniére telle que les forces d'ex-
traction nécessaires se propagent en face des courants de gouttelettes
sans perturber ces courants. )

Le dispositif peut &tre modifié en installant un élément de
chauffage radiant 17 pour réchauffer le verre entre les deux postes de
revétement. Le chauffage peut, par exemple, &tre réglé de facon 4
compenser les pertes calorifiques du verre résultant de l'opération de
revétement au poste de traitement amont et a rétablir la température
du substrat i un niveau qui convient 3 la deuxiéme opération de revé-
tement au poste de traitement aval.

Les pulvérisateurs 9 peuvent distribuer la mé&me solution

aux deux postes de revétement, ou des solutions différentes peuvent
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étre pulvérisées aux différents postes, de préférence simultanément.
Dans le dernier cas, il convient mieux d'alimenter en une solution seu-
lement certains des pulvérisateurs et d'amener la seconde solution de
revétement seulement aux autres pulvérisateurs., La répartition des
solutions de revétement entre les différents groupes de pulvérisateurs
peut &tre telle que chaque solution est amenée 3 certains malils pas tous
les pulvérisateurs qui @ un moment donné se trouvent sur une branche
(11 ou 12) du circuit fermé,.

Le dispositif tel qu'il est montré dans la figure 1 peut éga-
lement &tre utilisé pour revétir une succession de feuilles de verre
pendant leur transfert a travers la chambre de rev&tement.

La figure 2 montre une installation similaire d celle de la
figure 1, mais dans laquelle des conduits 18, 19 distribuent des cou-
rants de gaz chaud vers l'arriere des courants de gouttelettes balayant
transversalement le ruban de verre. Les conduits sont pourvus d'ori-
fices de distribution en forme de fente qui sont disposés prés du ruban
de verre et s'étendent sur la totalité de la largeur du parcours du
ruban. Le jet de gaz issu du conduit 18 s'écoule vers l'arriére des
courants de gouttelettes distribués par les pulvérisateurs situés sur la
branche amont 11 du circuit des pulvérisateurs. Le jet de gaz issu du
conduit 19 s'écoule vers l'arriére des gouttelettes distribués par les
pulvérisateurs situés sur la branche aval 12,

Les fentes de distribution des conduits 18, 19 sont de pré-

férence situées immédiatement au-dessus du ruban de verre, ainsi que

le montre le dessin. Ces jets arridére de gaz ont deux fonctions.
D'abord, ils peuvent favoriser 1'écoulement de vapeurs résiduelles vers
les conduits d'évacuation de gaz 13, 14 & partir des parcours balayés
par les courants de gouttelettes. Ensuite ils peuvent e;:npécher 1'entrai-
nement de vapeurs vers le bas et leur contact avec le revétement, der-
ridre les courants de gouttelettes. Cette fonction est mieux remplie si
les conduits sont disposés, ainsi qu'on le représente, de maniére &
diriger les jets de gaz vers le bas vers le ruban de verre, immédiate-
ment derriére les trajets des courants de gouttelettes, de sorte que le
gaz est défléchi par le ruban de verre contre l'arridre des courants de
gouttelettes.

Dans certains procédés, le gaz distribué par les conduits
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18 et 19 est de température uniforme sur la largeur du ruban. Dans
d'autres procédés selon l'invention, des quantités de gaz déchargées
en différentes régions au travers du parcours du ruban sont préchauf-
fées A différentes températures, Particuliérement si l'on prévoit de
varier les températures de préchauffage de différentes quantités de
gaz, on dispose d'un paramétre de contrdle utile grice auquel 1'épais-
seur du(des) revétement(s) se formant sur le ruban de verre peut &tre
influencée. Par exemple, en distribuant un gaz préchauffé au moyen
des conduits 18, 19, vers les portions marginales du ruban de verre

3 plus haute température que le gaz distribué par ces conduits vers une
régioh centrale du parcours du ruban, on peut compenser dans une
certaine mesure la tendance qu'a la tempéré.ture des portions margina-
les du ruban de verre d'étre quelque peu inférieure i la température
de sa région centrale. '

Dans l'installation montrée i la figure 3, un pulvérisateur
unique 9 est associé & un mécanisme d'entrafnement (non représenté)
qui le fait se déplacer en aller-retour le long d'un parcours transver-
sal au ruban. Le pulvérisateur est placé d une distance de 153 35 cm
au-dessus du ruban de verre.

Un courant de gouttelettes dont le c8ne est de l'ordre de
20° est déchargé vers le bas vers le ruban de verre en direction aval.
L'angle moyen d'inclinaison du courant de gouttelettes sur le ruban de
verre est de 20 3 60°,

En aval du parcours transversal du courant de gouttelettes,
sont disposés des conduits d'évacuation 20 et 21 dans lesquels des
forces d'aspiration sont exercées pour extraire des vapeurs dans la
direction aval, i l'écart du trajet du courant de gouttelettes. L’orifice
d'entrée de gaz de chacun de ces conduits fait face au parcours du
courant de gouttelettes et s'étend sur la totalité de la largeur du ruban
de verre.

L'orifice d'entrée du conduit 20 est d une distance horizon-
tale de 10 & 30 cm de la limite la plus proche de la bande transversale
du ruban atteinte par le courant de gouttelettes. L'orifice d'entrée du
conduit 21 est situé i un niveau quelque peu plus bas que celui du con-

duit 20. Les deux orifices sont placés & une distance de 5 & 20 cm

.
/ au~dessus du parcours cdu ruban de verre.
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Un conduit de distribution de gaz 22 est prévu pour dis-
tribuer un contre-courant de gaz préchauffé adjacent au ruban de verre
ot vers le front du courant de gouttelettes, Ce conduit 22 est pourvu
d'un orifice de distribution en forme de fente, placé immeédiatement

5  en-dessous de l'orifice d'entrée de gaz du conduit d'évacuation 21 et
s'étendant dé la méme maniére sur toute la largeur du ruban.

En fonctionnement, le volume de gaz chaud débité par le
conduit 22 est ajusté de mani&re que ce contre-courant de gaz réduit
ou évite 1'écoulement vers 1'aval de vapeurs le long du ruban de verre,

10 en les déviant vers la zone d'action des forces d'aspiration propagées
par le conduit d'évacuation 19. L'ajustement est cependant tel que le
contre-courant ne perturbe pas la stabilité du courant de gouttelettes
pendant ses déplacements transversaux au poste de revétement.
Exemple 1.

15 Une installation telle que celle montrée 3 la figure 1 est
utilisée pour former un revétement de SnO2 sur des feuilles de verre
de 3 métres de large se déplagant a la vitesse de 6 métres/minute.

Le systéme de pulvérisation comporte 27 pulvérisateurs.
Des pulvérisateurs qui sont & un moment donné sur la branche aval 12

20 du circuit de pulvérisation, six sont actifs.

Ces pulvérisateurs sont alimentés par une solution aqueuse
de chlorure d'étain hydraté (SnCl,, ZHZO) et de NH HF, (agent dopant)
contenant 375 gr de chlorure d'étain et 55 gr de NH4HF2 par litre d'eau.

Les pulvérisateurs distribuent la solution sous une pres-

25 sion de quelques kg/cm?2 & un débit volumique tel qu'il se forme un re-
vétement de SnO, dopé ayant une épaisseur de 7.500 1.%

Les conditions de fonctionnement suivantes sont observées :

- vitesse de déplacement des pulvérisateurs 1,5 m/sec.
- hauteur des pulvérisateurs au-dessus du verre 30 cm
30 - température du verre a son entrée dans l'enceinte 600°C approxi-
de revétement mativement
- température de préchauffage du contre-courant égale a la
de gaz distribué par chacun des conduits 15 et 16 température

du verre en-
35 dessous des

contre-courants

respectifs
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- débit volumique d'aspiration de gaz par chacun 4,000 m3/h.
des conduits d'aspiration 13 et 14
- débit volumique de gaz distribué par chacun des 3,000 m3/h.
conduits 15 et 16.
L'examen des revétements de SnOZ formés sur les feuil-
les de verre les revéle d'épaisseur uniforme et de structure homogéne,.
Dans une variante de l'exemple ci-dessus, on observe les
mémes conditions excepté que dix-huit des vingt-sept pulvérisateurs
sont alimentés de la manidre décrite ci-dessus et que les neuf autres
pulvérisateurs sont alimentés par une solution de di-isopropoxydiacé-
tylacétonate de titane dans de 1'alcool isopropylique, le diacétylacéto-
nate ayant été formé par réaction de tétraisopropylate de titane et
d'acétylacétone dans le rapport molaire de 1:2.
Pendant la rotation de la série de pulvérisateurs, deux
seulement des neuf pulvérisateurs utilisés pour pulvériser la solution

d'acétylacétonate de titane sont actifs 3 tout moment donné, ceux-ci

. se trouvant sur la branche amont 11 du circuit de pulvérisation, et

quatre seulement des dix-huit pulvérisateurs utilisés pour pulvériser
la solution de SnGl2 dopée sont actifs a tout moment donné, ceux-ci

se trouvant sur la branche aval 12 du circuit. De ceci résulte le dépdt
sur les feuilles de verre d'une sous-couche de TiO, et d'une couche de

SnO,, (dopé). Les débits des solutions sont tels que 1'épaisseur de la

2 ( °
sous-couche de TiO, est 300 A et 1'épaisseur de la couche supérieure

de SnOZ est 7.,500 Aa

IL'examen des revétements produits montre 1'absence de
voile interfacial, c'est-i-dire de voile df & des défauts de structure
du revétement 3 l'interface verre-revétement.

Exemple 2.

Une installation telle que celle montrée & la figure 1 est
.utilisée pour former un revétement de Co304. On utilise, pour ce
faire, une solution obtenue par dissolution d'acétylacétonate de cobalt
Co (C5H7OZ) ZHZO dans la diméthylformamide 3 raison de 140 gr
d'acétylacétonate par litre de solvant.
Le revétement est formé sur un ruban de verre flotté

ayant une largeur de 2,5 m et se déplagant 3 une vitesse de 4,5 m/

minute.
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La température du verre lors du premier contact avec
la solution de revétement (distribuée par les pulvérisateurs de la
branche aval 12 du circuit de pulvérisation) est 580°C.

La vitesse de rotation de la série de pulvérisateurs et,
l'alimentation des pulvérisateurs sont réglées de fagon & obtenir un
revétement de Co304' ayant une épaisseur de 920 ./;

Les températures de préchauffage des quantités de gaz
distribuées par les conduits 15 et 16 pour former les contre-courants
de gaz sont ajustées de fagon que chacun de ces contre-courants se

trouve i la méme température que le verre dans la zone correspon-

dante. Chacun de ces conduits délivre du gaz préchaunffé sous un débit

de 1.500 m3/h. Le.systéme d'évacuation est ajusté pour extraire
2.000 m3/h. de gaz par chacun des conduits d'évacuation 13 et 14.
L'examen du revétement formé le revéle d'épaisseur uni-

forme et de structure homogeéne.

Exemple 3,

Une installation telle que celle montrée & la figure 1 est
utilisée pour former une sous-couche de SnO2 et une couche supérieu-
re dopée de SnOz sur un ruban de verre issu d'une machine d'étirage
de verre du type Libbey-Owens, le ruban ayant une largeur de 3 m et
se déplagant 3 une vitesse de 1 m/minute. A son entrée dans l'encein-
te de revétement, le verre a une température de 600°C.

Pour former la sous-couche au poste de revétement
amont, certains des pulvérisateurs sont alimentés par une solution
de dibutyldiacétate d'étain dans de la diméthylformamide ayant une
concentration de 5 % en volume. Les autres pulvérisateurs sont ali-
mentés en une solution telle que celle utilisée dans l'exemple 1, pour
former la couche supérieure dopée, au poste de revétement aval..

La vitesse de rotation de la série de pulvérisateurs et
l'alimentation des pulvérisateurs en solutions sont ajustées de maniére
a former une sous-couche de SnOZ de- 60 1:, et une couche supérieure de
SnO2 dopée de 7.500 1;.

Chacun des conduits 15, 16 délivre du gaz préchauffé sous
un débit de 2.000 m3/h., les températures de préchauffage étant
telles que les contre-courants sont i la méme température que le verre

dans les zones correspondantes.
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Le systéme d'évacuation est réglé de fagon a extraire
3.000 m3/h. de gaz par chacun des conduits d'évacuation 13, 14,

Le revétement formé sur le ruban de verre & une épais-
suer uniforme, des propriétés optiques homogeénes et est dépourvu de

voile interfacial,

Exemple 4.

Une installation telle que celle représentée a la figure 2
est utilisée pour former un revétement de SnOZ tel que celui formé
dans l'exemple 1.

Les conditions d'utilisation sont similaires a celles de
l'exemple 1. '

Des jets d'air chauffé a 600°C sont distribués de facon
continue par chacun des conduits 18, 19 sous un débit volumique de
750 m3/h. '

Le revétement formé montre moins de voile interne que

celui obtenu dans l'exemple 1.

Exemple 5,

Une installation telle que celle montrée 3 la figure 3 est
utilisée pour former un revétement de SnOZ sur du verre & vitre issu
d'une machine d'étirage de type Libbey-Owens et ayant une largeur de
3 métres et se déplacant 3 une vitesse de 1 metre par minute.’

Le pulvérisateur est alimenté par une solution aqueuse
de chlorure d'étain hydraté et de NH‘}HF2 de méme composition que
celle utilisée dans l'exemple 1 et les conditions de fonctionnement
suivantes sont observées :

- Température du verre & l'endroit du contact 600°C

avec la solution de revétement

- Vitesse de va-et-vient du pulvérisateur 9 cycles/min.

- Pression d'alimentation de la solution de 4 kg/cm2
revétement

- Hauteur du pulvérisateur au-dessus du verre ' 30 cm

- Angle d'inclinaison du courant de gouttelettes 30°

sur le verre
- Angle du cBne de pulvérisation du courant de 20°

gouttelettes
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- Hauteur du conduit d'évacuation 20 au-dessus 10 cm
du verre

- Hauteur du conduit d'évacuation 21 au-dessus 5cm
du verre

- Débit total d'évacuation de gaz par les conduits 6.000 m3/h.
20, 21

- Débit d'alimentation en solution de rev&tement 20 1/h.

- Débit d'alimentation en air chaud par le conduit 2.000 m3/h.

22 pour former un contre-courant s'écoulant subs-
tantiellement parallélement au verre.

Un revétement de SnO2 dopé de 7.500 ..; d'épaisseur est
formé sur le verre. Le revétement est d'épaisseur uniforme et présen-
te une structure hbmogéne avec un voile négligeable, Dans un test de
comparaison dans lequel les mé&mes conditions sont observées mais
sans utiliser un contre-courant, on trouve que le revétement formé

présente certains défauts de surface donnant naissance a un voile.

|
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REVENDICATIONS

1. Procédé de formation d'un revétement de métal ou
de composé métallique sur une face d'un substrat de verre chaud
pendant son déplacement dans une direction donnée (ci-apres et dans
les revendications suivantes dénommée ''aval") i travers un poste de
revétement dans lequel la dite face est mise en contact avec au moins
un courant de gouttelettes comprenant une ou des substance(s) 3 partir
de laquelle ou desquelles le revétement de métal ou de composé métal-
lique est formé sur cette face, ce(s) courant(s) étant dirigé(s) selon

une inclinaison vers le bas, caractérisé en ce que le ou chaque courant

est incliné vers le bas vers la dite face en direction amont ou aval, en

ce que l'on fait s'écouler un ou plusieurs courant(s) de gaz (dénommé(s)
'"contre-courant(s)'" dans les revendications suivantes) adjacent(s) au
parcours du substrat vers le front du(des) courant(s) de gouttelettes

(le front étant l'endroit ol la trajectoire des gouttelettes est la plus
longue), et une force d'aspiration est exercée dans au moins un conduit
d'évacuation dont l'entrée est placée de fagon & extraire des gaz du
front du ou des courant(s) 3 un niveau plus élevé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que 1l'on fait s'écouler le(s) contre-courant(s) substantiellement hori-
zontalement vers le(s) courant(s) de gouttelettes.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsé(s) & partir d'un ou de
plusieurs orifice(s) de distribution espacé(s) du front du(des) courant(s)
de gouttelettes de fagon que ce(s) contre-courant(s) s'écoule(nt) le long
de la surface du verre ou du revétement au devant du(des) courant(s)
de gouttelettes, .

4, Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le ou les orifice(s) de distribution est(sont) situé(s) a4 une hauteur
de 0,5 4 5 cm au-dessus du parcours du substrat.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 d 4, carac-
térisé en ce qu'un seul conduit d'évacuation constitue un étage d'extrac-
tion unique face 3 la trajectoire du(des) courant(s) de gouttelettes.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce

que la(les) ouverture(s) d'entrée de gaz du conduit d!évacuation
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»

s'étend(ent) substantiellement sur toute la distance verticale située en-
tre une vodte du poste de revétement et le(s) orifice(s) de distribution
4 partir duquel ou desquels le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsé(s)

7. Procédé selon l'une des revendications 5 ou 6, carac-
térisé en ce que la(les) ouverture(s) d'entrée du conduit d'évacuation et
le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant sont disposés substan-
tiellement 4 la méme distance horizontale de la limite frontale de la ou
des zone(s) de rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec le
substrat,

8. Procédé selon l'une des revendications 5 a 7, carac-
térisé en ce que le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant
est(sont) situé(s) & une distance horizontale de 10 cm 3 1,5 meétre (de
préférence de 20 3 150 cm) de la limite frontale de la ou des zone (s)
de rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec le substrat.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 & 4, carac-
térisé en ce que plusieurs conduits d'évacuation constituent plusieurs
étages d'extraction situés i des positions successives le long de la
trajectoire d'extraction des gaz du front du(des) courant(s) de gouttelet-
tes, et en ce que les hauteurs auxquelles sont situées les ouvertures
d'entrée de gaz des conduits d'évacuation au-dessus du parcours du
substrat en verre décroissent d'un étage au suivant, en comptant a
partir du front du(des) courant(s) de gouttelettes.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce

que le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant est(sont) adjacent(s)

e,

1'(aux) entrée(s) du conduit d'évacuation du dernier étage d'extraction,

2

un niveau compris entre cette(ces)entrée(s) et le parcours du substrat
en verre,

11. Procédé selon l'une des revendications 9 ou 10, carac-
térisé en ce que le conduit d'évacuation du dernier étage d'extraction
forme ou est associé 3 un écran qui empé&che que des gaz d'évacuation
dépassent ce conduit.

12. Procédé selon l'une des revendications 1 a 11, carac-
térisé en ce que le(s) contre-courant(s) est(sont) constitué(s) de gaz qui
a été extrait d'une source extérieure i l'environnement normal surmon-
tant le substrat et qui a été préchauffé au moins i une température

substantiellement égale 3 la température du verre dans la région ol
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le(s) contre-courant(s) est(sont) distribué(s).

13. Procédé selon l'une des revendications 1 & 12, carac-
térisé en ce que le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsé(s) 3 partir
d'un ou de plusieurs orifice(s) stationnaire(s) s'étendant ou répartis

5 transversalement au parcours du substrat.

14, Procédé selon l'une des revendications 1 3 13, carac~-
térisé en ce que le(s) courant(s) de gouttelettes est(sont) déchargé(s)
par un ou plusieurs dispositif(s) de pulvérisation appartenant & une
série de dispositifs de pulvérisation disposés en relation espacée sur

10 un circuit fermé qui comporte deux branches paralléles s'étendant trans-
versalement au parcours du substrat et en ce que la série de dispositifs
de pulvérisation est mise en rotation unidirectionnellement le long du
circuit de fagon que chaque dispositif de pulvérisation traverse le subs-
trat, d'abord dans une direction au poste de revétement et ensuite dans

15 la direction inverse 3 un autre poste de revétement et en ce que de la
matidre de revétement est pulvérisée simultanément 3 partir des dis-
positifs de pulvérisation dans les deux postes de revétement et un ou
plusieurs contre-courant(s) de gaz est(sont) créé(s) de chaque cGté
amont et aval du systéme de pulvérisation, le(s) contre-courant(s) de

20 chaque cté étant dirigé(s) vers le front du(des) courant(s) de gouttelet~
tes opérant au poste de pulvérisation adjacent.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce
que des moyens de chauffage sont prévus pour chauffer le substrat en
verre i un endroit situé entre les deux postes de revétement.

25 16. Procédé selon l'une des revendications 14 ou 15, ca-
ractérisé en ce que différentes matiéres de revétement alimentent dif-
férents dispositifs de pulvérisation et l'alimentation est contrdlée de
facon que une matiére de revétement est uniquement pulvérisée par les
dispositifs de pulvérisation de cette matiére lorsqu'ils se trouvent a

30 l'un des postes de revétement et une autre matiére de revétement est
u.niéuement pulvérisée par les dispositifs de pulvérisation de cette ma-
tiére lorsqu'ils se trouvent d l'autre poste de revétement,

17. Procédé selon 1'une des revendications 1 4 16, carac-
térisé en ce que au ou 3 un poste de revétement, du gaz est également

35 propulsé dans une direction opposée 3 la direction du(des) contre-cou-

rant(s), & partir d'un ou de plusieurs endroit(s) situé(s) & l'arriére de
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la zone, s'étendant transversalement au parcours du substrat, de
rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec le substrat.

18. Procédé selon l'une des revendications 1 3 17, ca-
ractérisé en ce que les gouttelettes sont des gouttelettes d'une solu-
tion de chlorure métallique & partir duquel un revétement d'oxyde
métallique est formé sur la face du substrat.

19. Dispositif pour former un revétement de métal ou
de composé métallique sur une face d'un substrat de verre chaud, com-
portant un support de substrat, des moyens de déplacer un substrat
dans une direction donnée (dénommée dans les revendications suivan-
tes "aval") tandis qu'il est porté par un support, et des moyens de
pulvérisation pour décharger au moins un courant de gouttelettes vers
le bas, sur le substrat, caractérisé en ce que les moyens de pulvéri-
sation sont construits et disposés de maniére 4 décharger au moins
un courant de gouttelettes incliné vers le bas vers le substrat, en di-
rection amont ou aval, en ce que le dispositif comporte des moyens
de soufflage pour faire s'écouler un ou plusieurs courant(s) de gaz
(dans les revendications suivantes dénommé(s) contre-courant(s)')
adjacent(s) au parcours du substrat vers le front du(des) courant(s)
de gouttelettes (le front étant l'endroit ol la trajectoire des goutte-
lettes est la plus longue) et en ce qu'il comprend des moyens d'extrac-
tion de gaz comportant au moins un conduit d'évacuation dont l'entrée
est placée de fagon i extraire des gaz du front du(des) courant(s) & un
niveau plus élevé.

20. Dispositif selon la revendication 19, caractérisé en
ce que les moyens de soufflage comportent un ou plusieurs orifice(s)
de distribution de gaz disposé(s) prés du parcours du substrat et 4 un
endroit de ce parcours tel que le(s) contre-courant(s) issu(s) de cet(ces)
orifice(s) s'écoulent le long de la surface du substrat ou du revétement
qu'il porte.

21, Dispos.itif selon la revendication 20, caractérisé en
ce que le(s) orifice(s) est(sont) disposé(s) & une hauteur de 0,54 5 cm
au-dessus du parcours du substrat.

22. Dispositif selon l'une des revendications 19 & 21, ca-
ractérisé en ce que les moyens d'extraction comportent un seul conduit

d'évacuation qui constitue un étage d'extraction unique face a la(les)
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trajectoire(s) des gouttelettes déchargées par les moyens de pulvérisa-
tion.

23. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé en
ce que les moyens de pulvérisation et le conduit d'évacuation de gaz
sont disposés dans un tunnel au travers duquel s'étend le parcours du
substrat et la(les) ouverture(s) d'entrée de gaz du conduit d'évacuation
s'étend(ent) substantiellement sur toute la distance verticale située
entre la voite du tunnel et le(s) orifice(s) de distribution & partir duquel
ou desquels le(s) contre-courant(s) est(sont) propulsés.

24, Dispositif selon la revendication 23, caractérisé en
ce que la(les) ouverture(s) d'entrée du conduit d'évacuation et le(s) ori-
fice(s) de distribution de contre-courant sont disposés substantiellement
dans un plan vertical commun.

25. Dispositif selon 1'une des revendications 22 3 24, ca-
ractérisé en ce que le(s) orifice(s) de distribution de contre-courant
est(sont) situé(s) & une distance horizontale de 10 cm 4 1,5 meétre (de
préférence 20 4 150 cm) de la  limite frontale de la (des) zone(s) de
rencontre du(des) courant(s) de gouttelettes avec le substrat.

26. Dispositif selon l'une des revendications 19 2 21, ca-
ractérisé en ce que les moyens d'extraction comportent plusieurs con-
duits d'évacuation qui constituent plusieurs étages d'extraction, situés
3 des positions successives le long de la trajectoire d'extraction des
gaz du front du(des) courant(s) de gouttelettes et les hauteurs auxquelles
sont situées les ouvertures d'entrée de gaz des conduits d'évacuation
au-dessus du parcoux"s du substrat décroissent d'un étage au suivant,
en comptant & partir du front du(des) courant(s) de gouttelettes, et le(s)
orifice(s) de distribution de contre-courant est(sont) adjacent(s) au
conduit d'évacuation du dernier étage d'extraction, 3 un niveau compris
entre 1'(les) ouverture(s) d'entrée de gaz de ce conduit et le parcours
du substrat. ,

27. Dispositif selon la revendication 26, caractérisé en
ce que les moyens de pulvérisation et les conduits d'évacuation sont
disposés dans un tunnel au travers duquel s'étend le parcours du subs-
trat et le conduit d'évacuation du dernier étage d'extraction forme ou
est associé i un écran qui empéche que des gaz d'évacuation dépassent

ce conduit,
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28, Dispositif selon 1'une des revendications 19 & 27, ca-
ractérisé en ce que les moyens de pulvérisation comprennent des dispo-
sitifs de pulvérisation associés 3 un mécanisme d'entrafnement pour le
le déplacement répété de ces dispositifs transversalement au parcours
du substrat et en ce que ces moyens de pulvérisation comportent une
série de dispositifs de pulvérisation disposés en relation espacée sur
un circuit fermé qui comporte deux branches paralléles s'étendant
transversalement au parcours du substrat et les moyens d'entrainement
comportent un dispositif de rotation unidirectionnelle de cette série de
dispositifs de pulvérisation le long de ce circuit de facon que chaqué
dispositif de pulvérisation traverse successivement le substrat d'abord
dans une direction d un poste de revétement et ensuite dans la direction
inverse d un autre poste de revétement et caractérisé en outre en ce
qu'il comporte des moyens de soufflage pour propulser un(des) contre-
courant(s) de gaz vers le(les) front(s) du(des) courant(s) de gouttelettes
opérant 3 chacun des postes de revétement.

29, Dispositif selon la revendication 28, caractéri-
sé en ce que des moyens de chauffage du substrat sont disposés d un

endroit situé entre les deux postes de revétement.
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